UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA

V KOSICIACH

Kupna zmluva €. .......

uzavreta v zmysle ust. § 409 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik

1. Kupujuci

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,kupujuci®)

Predavajuci
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zapis v obch. registri:
(d’alej len ,,predavajtici*)

v zneni neskorsich predpisov

CL 1
Zmluvné strany

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Srobarova 2, 041 80 Kosice

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. — rektor
00397768

Statna pokladnica, Bratislava
7000333675/8180

Kvant spol. s r.o.

FMFI UK, Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

RNDr. Lubomir Mach, konatel

31 398 294

SK 2020330565

CSOB, a.s., Bratislava

4013528494/7500

Okresného sudu Bratislava I, viozka ¢. 9220/B, oddiel Sro

CL
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorena v nadvaznosti na ust. zakona ¢€.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ako vysledok zadavania
nadlimitnej zadkazky — verejnej sutaze s nazvom predmetu: ,,Opticka litografia a elektronova
litografia a mikroskopia®“.



ClL 1
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona &. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), zakona €.18/1996 Z.z. o
cenach, v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

CL IV
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru: Elektronovy mikroskop VEGA 3 XMU s elektronovou
litografiouv $pecifikacii uvedenej v Prilohe ¢. 1/2k tejto zmluve. Priloha ¢. 1/2 tvori nedelitelnd
sucast tejto zmluvy.

2. Sucastou predmetu zmluvy je doprava jednotlivych Casti predmetu zmluvy na miesto dodania,
uvedenie do prevadzky, odskuSanie, zaSkolenia zamestnancov objednavatela s obsluhou
predmetu zmluvy, odovzdanie navodu na obsluhu v slovenskom alebo anglickom jazyku, platnych
vyhlaseni o zhode s technickymi predpismi a certifikatov a zaruéného listu jednotlivych Casti
predmetu zmluvy. O zaSkoleni obsluhy bude vykonany zapis.

3. Predavajuci vyzve kupujuceho na prevzatie a odovzdanie predmetu zmluvy a vyhotovi zapis o
odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

4. Kupujuci sa zavazuje dodany premet zmluvy prevziat a zaplatit predavajucemu cenu podfa ¢l. V.
tejto zmluvy.

5. Kupujuci mdéze odmietnut prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Casti, v pripade ak jeho technické
a uzitkové parametre nezodpovedaju technickym parametrom uvedenym v Prilohe¢. 1/ 2k tejto
zmluve.

6. V pripade ak sa poc¢as zarucnej doby vyskytnu opakovane zavazné nedostatky v kvalite predmetu
zmluvy, pripadne sa zisti, Ze kvalita nezodpoveda dohodnutym kritériam, mdze kupujuci odstupit
od zmluvy.

CLV
Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona
€. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z.z v zneni neskorSich predpisov

vo vyske:

cena bez DPH: 179 000,00 EUR
DPH 20 %: 35 800,00 EUR
cena s DPH: 214 800,00 EUR

Podrobna Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe €.2/2, ktora je nedelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

2. Cena uvedena v ods. 1 tohto ¢lanku je vysledna cena pre kupujuceho za novy, funkény bezchybny
predmet zmluvy. Cena zahffia: clo, dopravné naklady, uvedenie do prevadzky, zadkolenie obsluhy,
technicku dokumentaciu, navod na obsluhu v slovenskom alebo anglickom jazyku a ostaté doklady,
opravy a udrzbu pocas zaru€nej doby a ostatné finanéné naklady s tym spojené.

3. Kupujuci uhradi cenu po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, prislusnych dokumentov -
dodacieho listu, zapisu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, a to na zaklade faktary
predavajuceho. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 90 pracovnych dni odo dria doruCenia
faktury.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kupujuci preddavky neposkytuije.

5. Faktura musi obsahovat’ naleZitosti dariového dokladu v sulade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Kupujuci si vyhradzuje pravo vratit faktaru,
ktora nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti. Po obdfzani opravenej faktury zacina plynut
nova lehota splatnosti faktury.

6. Kupujuci pozaduje, aby predavajuci uvadzal do nim vystavenej faktury text:



10.

11.

12.

13.

Nazov projektu: CEX - EXTREM Il.: Dobudovanie Centra pokrocilych fyzikalnych stadii materialov
v extrémnych podmienkach

Kod ITMS: 26220120047

V pripade omesSkania predavajuci s vykonanim predmetu zmluvy je kupujuci opravneny od
predavajuci pozadovat zmluvnu pokutu vo vySke 0,03% z ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omesSkania. Tym nie je dotknuté pravo kupujiuceho na nahradu Skody podla ust.§371 ods.2
Obchodného zakonnika.

CL VI
Cas a miesto plnenia predmetu zmluvy

Predavajuci sa zavazuje kupujucemu dodat predmet zmluvy najneskér do 12mesiacov odo dna
podpisu zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy su priestory v budove uvedené v Prilohe €.1/2, ktora tvori
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

CL vil
Zodpovednost’ za vady- zaruky, reklamaéné konanie

Predavajuci zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude riadne dodany v sulade s touto zmluvou,
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam
stanovenych v platnych technickych normach.

Na cely predmet zmluvy predavajuci poskytne zaruku 24 mesiacov. Zaruéna doba sa pocita odo
dria odovzdania predmetu zmluvy.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru kupujuci neméze uzivat predmet zmluvy uvedeny v ¢l. IV
tejto zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpoveda predavajuci.

Vady zjavné, ktoré boli zistené pri prevzati predmetu bude kupujuci reklamovat v lehote do 3
pracovnych dni odo dria podpisu zmluvy.

Ohlasenie vady a havarijného stavu za kupujuceho oznami predavajucemu zodpovedna osoba
kupujuceho na tel. &islo: 0918 632 011, faxom na C&islo: 02/654 133 53, alebo na e-mail:
bohunicky@kvant.sk.

Skryté vady ma kupujuci pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskdr do konca zarucnej
lehoty.

V ramci zaruky na predmet zmluvy sa servisny technik dostavi na opravu predmetu zmluvy na
zaklade dohody oboch zmluvnych stran.

Odstranenie vady je mozné vykonat’ odstranenim vad predmetu zmluvy opravou, ak su tieto vady
opravitelné alebo dodanim nahradného predmetu zmluvy alebo jeho Casti porovnatelnych
parametrov.

Ak predavajuci neodstrani vady predmetu zmluvy alebo jeho €asti v primeranej dodato¢nej lehote
alebo ak neoznami pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, méze kupujuci odstupit od zmluvy alebo
pozadovat primeranu zfavu z ceny.

Ak je dodanim predmetu zmluvy alebo jeho €asti s vadami poruSena tato zmluva nepodstatnym
spbsobom, mdZze predavajuci pozadovat’ zlavu z ceny.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady alebo vyskytu neopravitelnej vady predmetu zmluvy
resp. jeho Casti ma kupujuci pravo na odstupenie od zmluvy a vratenie zaplatenej ceny.
Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné.

Predavajuci nezodpoveda za vady predmetu zmluvy resp. jeho Casti, ktoré boli spésobené
nespravnym a neodbornym pouzivanim predmetu zmluvy.

Kupujuci sa zavazuje, ze pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej
zisteni (pisomne, telefonicky, e-mailom, faxom) a predavajuci sa zavazuje, Zze vadu odstrani na
mieste uvedenom v ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy.

CL. vl
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva bola vyhotovena v Styroch exemplaroch, priCom predavajuci obdrzi jeden exemplar a
kupujuci tri exemplare, ktoré maju platnost originalu.


mailto:bohunicky@kvant.sk

2. Predavajuci je povinny strpiet vykon kontroly, auditu alebo overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan€ného prispevku, €islo zmluvy: 040/2009/2.1/OPVaV (dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP).
Takato Cinnost mdze byt vykonana len opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 Prilohy ¢€.1 -
VSeobecnych zmluvnych podmienok k zmluve o poskytnuti NFP.

3. Obe zmluvné strany zhodne prehlasuju, ze si tito zmluvu, napisanu podla ich slobodnej véle
precitali, s jej obsahom suhlasia a na dékaz toho pripojuju svoje podpisy.

4. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, po ich odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami. Tieto dodatky tvoria neoddelitelna sucast
zmluvy.

5. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dfa
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv Uradu viady Slovenskej republiky.

6. Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:

- priloha €. 1/2— Opis technickych a funkénych vlastnosti a parametrov zariadenia pre prislusnu

Cast predmetu zakazky
- priloha €. 2/2 — Kalkulacia ceny pre prisludnu Cast predmetu zakazky, ak je potrebna

- priloha €. 3/2 - Zoznam subdodavatelov podielajucich sa na plneni zmluvy, ak je to potrebné.

V Bratislave, dha .................. V KoSiciach, dha ........ccoee....
Za predavajuceho: Za kupujuceho:
RNDr. Lubomir Mach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

konatel rektor



PRILOHAC. 1/2
Opis technickych a funkénych vlastnosti a parametrov zariadenia

Cast’ &. 2-Elektrénova litografia a mikroskopia

Nazov: Elektronovy mikroskop VEGA 3 XMU s elektrénovou litografiou
Zn., resp. typ ponukaného zariadenia:VEGA 3 XMU

Vyrobca ponukaného zariadenia:TESCAN a.s.

Mnozstvo: 1 ks
Miesto plnenia: Prirodovedecka fakulta, Ustav fyzikalnych vied, Park Angelinum 9, 040 01 KoSice

Technické parametre:

Tabulka A*
Kategoéria bodovanych technickych Navrh plnenia
parametrov

Rozlisenie rozliSenie pri 30 kV v mdde vysokého

1. . 3nm
vakua

2. Velkost pripravenych nano$truktur < 100 nm 35 nm
Rozlisenie EDS  detektoru (pri  beznych

3. podmienkach) 129 eV

4 Velkost vzorky, ktoru je mozné skumat 24 cm




Ponukame systém od spolo€nosti TESCAN v nasledujucej konfiguracii:

Elektronovy mikroskop VEGA 3 XMU

Elektrostaticky a elektromagneticky zatemnovac elektréonového luca
Ovladaci panel

EDX detektor

LoadLock

Podrobna technicka Specifikacia:

Elektronovy rastrovaci mikroskop VEGA 3 XMU
Mikroskop s extra velkou komorou, motorizovanym manipulatorom vzorky a nizkovakuovym
rozsirenim.

VEGA 3 XMU je plne digitalny pocitacom ovladany elektronovy rastrovaci mikroskop s volframovou
katodou. Vakuovy systém umozriuje prevadzku v reZime vysokého vakua ako aj v reZime nizkeho
vakua. Softvér na ovladanie mikroskopu, zachyt obrazu a spracovanie dat pracuje na platforme
operacného systému MS Windows.

Prednosti systému VEGA 3

Unikatny $tvor§oSovkovy systém WideFieldOptics™ ponuka rézne pracovné a zobrazovacie
mady. Specialne navrhnuta Intermedialna $oSovka umozriuje optimalizaciu apertiry zvazku
Technolégia In-FlightBeamTracing™ na optimalizaciu parametrov IG&a v redlnom &ase na baze
softvéru ElectronOpticalDesign

Vysoka zobrazovacia frekvencia

Konstrukcia tubusu je bez mechanickych centrovacich elementov, pouzité fixované clony
poskytuju pohodIné a jednoduché ovladanie i udrzbu

Zmena koncovej apertury lu€a sa vykonava elektronicky pomocou IML SoSovky

Moznost rozSirenia o automatizaciu s vysokou priepustnostou dat (napr. Automaticka
lokalizacia Castic a pod.)

Vyborna manipulacia so vzorkou pomocou motorizovaného kompucentrického stolika
Idedlna geometria pre EDX, WDX a EBSD

Moderna verzia vakuového systému na baze turbomolekularnej vyvevy poskytuje rychlo
dosiahnutelné Cisté vakuum bez badatelnych vibracii

PIne automatizované elektronické nastavovanie mikroskopu, vratane nastavenia a justaze
elektréonového stipca

Vyspely softvér na ovladane SEM, zaznam obrazu, archivaciu, spracovanie, merania a analyzu.
Prostredie upravené pre ovladanie viacerymi uzivatefmi s réznymi urovhami prav pristupu.
Lokalizacia softvéru v mnohych jazykoch.

Praca aj na pocitacove;j sieti, vzdialena sprava a diagnostika systému

Unikatne stereoskopické zobrazovanie vzoriek v realnom ¢ase pomocou technolégie 3D
BeamTracing

Hardvérova stabilizacia zvazkového prudu. Drift lepSi ako 1% za 24 hod.



Elektrénova optika:
Zdroj elektrénov:
Rozlisenie v rezime vysokého vakua:

RozliSenie v rezime nizkeho vakua (BSE):
Rozsah zvacsenia:

Urychlujuce napatie:

Zvazkovy prud (probecurrent):

Rastrovanie:
Rychlost’

Moznosti:

Elektronova optika a pracovné maody:
Resolution:

Depth:
Field:

Widefield:
Channeling:

Volframova Zeravena katdéda

3 nm pri 30 kV

8 nm pri 3 kV

3,5 nm 30 kV

1,5x az 1 000 000x , kontinualne prepinanie zobrazovacich
maodov s optimalizaciou rozlisenia v celom rozsahu
zvacseni

200V az 30 kV

1pA az 2 pA

20 ns/bod az 10 ms/bod, nastavitelné v krokoch alebo
spojite

skenovanie v bode alebo po Ciare

Zaostrovacie okno — tvar, velkost a poloha spojite
nastavitelna

Dynamické preostrovanie — v rovine az do sklonu £70°
Rotacia obrazu, jemny posun obrazu, kompenzacia
naklonu vzorky

3D beam — elektronické naklonenie osi elektronového Iu¢a
Stereoskopické zobrazenie v realnom Case

Iné tvary skenovania je mozné nastavit v rezime
elektronovej litografie

maod optimalizovany na vysoké rozliSenie, resp. malu stopu
lu¢a. Mod pouzivany na litografiu.

Méd optimalizovany na vysoku hibku ostrosti

Optimalizacia zobrazenia na velké zorné pole bez
geometrickych skresleni

Extrémne velké zorné pole s malym zva¢Senim od 1,5x
Mod optimalizovany na ziskanie orientacie krystalovej
mrieZky pomocou zobrazenia elektronovych kanalovych
Struktur (ECP)



Vakuovy systém

Ponukame moderny vakuovy systém Cerpany bezudrzbovouturbomolekularnou vyvevou. Vyrobca
pouziva Specialne vybrané kusy turbin s extrémne nizkou urovnou vibracii, ktora nie je mikroskopom

detekovatelna ani pri najvacSom zvacseni.

Vakuum v komore

Vakuum v stipci

Cerpaci Cas po vymene vzorky

LoadLock

Vysokovakuovy méd <9x107° Pa

Moéd stredného vakua 3-150 Pa

Nizkovakuovy mod 3-500 Pa

<9x10° Pa

cca 3 az 5 minut, podla spdsobu a dizky zavzdusnenia.

LoadLock je kompletne vyvinuty a vyrabany spolo¢nostou TESCAN. Je plne integrovany do
automatiky vakuového systému. Komora mikroskopu je nepretrzite Cerpana po¢as manipulacii

s loadlockom.

Doba vymeny vzorky:
Doba vyCerpania
Max. rozmery vzorky:
Drziak vzoriek:

Komora a stolik na vzorku
Vnutorné rozmery

Dvere

Pocet portov na komore
Izolacia vibracii

Typ stolika na vzorku
Pohyby

Max. vyska vzorky

menej ako 1 minuta
cca 15 sekund
50x25 mm

7 vzoriek su€asne

300mm $irka x 330 mm hibka
280 mm Sirka x 310 mm vyska
12(moznost rozsSirenia)

Pneumaticky (Standardne)

kompucentricky, plne motorizovany
X=130 mm (-50 mm az +80 mm)
Y=130 mm (-65 mm az +65 mm)
Z=100 mm

Rotacia 360° kontinualne

Naklon -30° az +90°

145 mm (bez rotacie)

Detektory, zahrnuté v ponukanej zostave

SE

Vysuvatelny BSE

Meranie zvazkového prudu (probecurrent)

Dotykovy alarm

Detektor sekundarnych elektrénov Everhart-Thornleyho
typu, YAG krystal

Polohovatelny detektor odrazenych elektrénov na baze
YAG krystalu a vysokou citlivostou a rozliSenim
atdbmového gisla 0,1. Moznost pozorovania materialového
kontrastu ako aj topografie.

Alternativne bezo zmeny ceny je mozné tento detektor
zamenit' za Stvorkvadrantovy vysuvatelny polovodiCovy
detektor BSE.

pri kontakte vzorky (elektricky vodivej) s nepohyblivymi
Castami komory sa vyvola alarm, ktory zastavi pohyb



manipulatorov a zabrani tym poskodeniu vzorky, alebo
Casti mikroskopu

IR TV kamera na pozorovanie vnutra komory v IR spektre.

EDX detektor prvkovej analyzy

Rozsirujuce detektory (nie su zahrnuté v ponuke, moznost’ dodato¢ného rozsirenia mikroskopu)

LVSTD Detektor sekundarnych elektronov pre rezim nizkeho
vakua. Chranené patentom U.S. Patent No. 7,193,222 B2

Vysuvatelny dvojity scintilacny detektor BSE

Vysuvatelny 4-kvadrantovy polovodiCovy detektor BSE

Detektor prechadzajucich elektronov — svetlé aj tmavé pole

Detektor katodoluminiscencie 350 nm — 650 nm alebo 185 nm — 850 nm
EBIC detektor

Detektory WDX, EBSD

DalSie mozné rozsirenia (nie su zahrnuté v ponuke, moznost dodato&ného rozsirenia mikroskopu)

Chladenie vzorky peltierom
Injektaz vodnych par

Nizke vakuum do 2 000 Pa
Elektronicka redukcia vibracii



Ovladanie mikroskopu

Mikroskop je plne ovladany pomocou PC: mysSou, klavesnicou, TrackBallom a ovladacim panelom
pomocou softvéru VegaTC na baze systému Windows.

Konfiguracia pocitaca: Intel® Core i3-530 2.93GHz, 2048MB DDR3 667MHz, HDD 320 GB, DVD-RW
DL, On-boardGigabitNetworkCard, ATl Radeon HD4650 1GB, Mouse Logitech RX250 optical, +
Windows 7 Ultimate 32-bit.

Konfiguracia pocitata méze byt zmenena s ohfadom na aktualny vyvoj HW a SW.

Obrazovka: 22 palcova LCD

Velkost obrazu: max. do 8192 x 8192 bodov, nastavitelna zvlast pre Zivy obraz v 3
krokoch a pre ulozené snimky v 10 krokoch, volitelné: Stvorec,
obdiznik 4:3 alebo 2:1

Obrazové formaty: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, GIF, PNG alebo PGM, PPM
Bitova hibka obrazu: 16 bit na kanal
Vzdialené ovladanie: TCP IP

Automatizované operacie

In-FlightBeamTracing™ optimalizacia lu¢a

Bl OptiMag — optimalizacia velkosti bodu pre dané zvacSenie
Zaostrenie a korekcia stigmatizmu

Kontrast a jas

Rastrovacia rychlost (optimalizacia odstupu signalu a Sumu)
Zeravenie katédy

Centrovanie katédy

Centrovanie elektrénového stipca

Kompenzacia kV

LookUp Table

Samodiagnostika

Softvérové moduly

Meranie
Spracovanie obrazu
3D scanning
Tvrdost
MultilmageCalibrator
ObjectArea
PrintMagnification
Switch-Offtimer
Tolerance
Positioner

Scriptor

Drawbeam

Poziadavky na inStalaciu

Napajanie: 230V £10%/50 Hz, 1300 VA

Voda: Nie je potrebna

Stlageny vzduch: 500 — 700 kPa (5 — 7 Bars)

StlaCeny dusik na zavzduSnenie: 150 — 500 kPa (1.5 — 5 Bars)

Rozmery systému: 2.160 mx 1.010 m

Poziadavky na miestnost’ min. 3 m x 2.5 m, Sirka dveri min. 90 cm po celom pristupovom

koridore, vytahy a pod.



Poziadavky na prostredie

Teplota v miestnosti: 17 — 28°C
Relativna vlhkost menSia ako 80%
Pozadie magnetického pola: <3x 107 T synchrénne

<1x107" T asynchrénne

Vibracie: menej ako 6 um/s pre frekvencie nizsie ako 30 Hz
menej ako 12 ym/s pre frekvencie vyssie ako 30 Hz

Modul Elektrénovej litografie

Tretia generacia mikroskopov VEGA bola vyvijana a navrhovana na plnenie uloh v oblasti elektrénove;j
litografie. VSetky mikroskopy TESCAN su vybavené vykonnymi generatormi obrazcov so 16 bitovym
rozliSenim zorného pola (65 536 x65 536 bodov na zorné pole).

Softvérové rozhranie na ovladanie litografie sprostredkovava modul DrawBeamAdvanced
Softvér je navrhnuty na vykonavanie litografie na uzivatelskej arovni. Umozriuje expoziciu obrazcov
cez viaceré zorné polia s minimalnou dobou zotrvania lu¢a v jednom bode 20 ns.

Zakladné tvary, ktoré softvér poskytuje:
Bod

Ciara

Kriz

Obdiznik — obrys alebo vyplneny

Kruh, kruznica

Medzikruzie

Mnohouholnik — obrys alebo vyplneny

Pokrocilé tvary:

Bitmapa

Text

Grupa objektov

Matica objektov

Procesné navadzacie znacky
Kombinacie objektov (AND, OR, prienik)

Objekty su organizované do vrstiev. Kazda vrstva m6ze mat iné nastavenia parametrov (davka,
material, sériové/paralelné exponovanie). Podmienky mézu byt nastavené z aktualnych parametrov
lu¢a alebo na zaklade databazy materialov.

Dostupné mody:
Elektronova expozicia
Elektronoveé leptanie
Elektronova depozicia

Kazdy litograficky projekt je ukladany v textovom XML formate, je lahko editovatelny a integrovatelny
v inych aplikaciach.

Dalsie funkcie:

Expozicia cez viaceré zorné polia
Navigacia manipulatora vzorky

Korekcia efektu blizkosti (proximityeffect)
GDSII + DXF import

Elektronovy stipec mikroskopu je vybaveny elektrostatickym a elektromagnetickym zatemfiovagom
lu€a. Na stoliku so vzorkou je integrovana Faradayova sonda na presné meranie zvazkového prudu.



EDX systém
K mikroskopu pontkame systém EDX detektor - XFlash® Detector 5010 od spolo&nosti Bruker v
konfiguracuiiQuantax 200. Systém obsahuje nasledovné moduly:

Detektor XFlash 5010 s preferenciou detekcie lahkych prvkov

Energetické rozlisenie 129 eV (MnKalfa pri 100 000 cps)

Max. pulzna frekvencia 700 kcps

Aktivna plocha 10 mm?

Detekcia prvkov od Béru (5) po Americium (95)

Bez vibracii a bez nutnosti udrzby, chladeny peltierom bez potreby tekutého dusika

Zakladny systém Quantax

Jednotka na spracovanie signalu do 275 kcps

Hybridny pulzny procesor *

PIne automaticky softvérovy kalibrator hardvéru

Riadiaca jednotka PC

19 monitor TFT

Quantax 10 scan a Megalink rozhranie pre spektroskopiu v realnom Case

ESPRIT softvérové jadro pre zber spektier, kvalitativnhu analyzu, pracujuci s obsiahlou databazou
atémov v redlnom Case

Kvantifikaény balik

ESPRIT Quant — zakladné automatizované nastroje pre bezStandardovu kvantitativnu analyzu spektier
ESPRIT EQuant — rozSirené nastroje kvantitativnej analyzy pre expertov

ESPRIT UQuant — editor pre uzivatefom definované vyhodnocovacie metédy

Zobrazovaci balik
ESPRIT Scan — zadznam obrazu z dvoch nezavislych detektorov — napriklad Se a BSE, riadenie
externého rastrovacieho generatora (4096 x 4096 bodov)

Ciarovy sken a mapovanie

ESPRIT Line — ultra rychle rastrovanie po Ciare s databazou spektier
ESPRIT Map — ultra rychle mapovanie prvkov bez obmedzenia poctu prvkov
ESPRIT TChart — histogramy binarne a ternarne grafy

Sprava systému

ESPRIT project — sprava dat

ESPRIT report — tvorba sprav a tlatovych zostav
ESPRIT SEMLink — komunikaény modul SEM

Manual, Instalacia, zaskolenie v mieste inStalacie, doprava.



Ovladaci panel

Standardne je mozné mikroskopy VEGA
ovladat  pomocou  klavesnice, = mysi
a trackballu. Pre zjednodusSenie
a zefektivnenie ovladania ponukame
externy ovladaci panel, na ktorom su
vyvedené najdblezitejSie parametre -
zvacsenie, zaostrovanie, kontrast, jas,
zvazkovy prud a dalSie volitefné funkcie.
Automatizované funkcie zaostrenia,
korekcie stigmatizmu a pod., je mozné
ovladat pomocou 3,5 palcového dotykového
displeja. Ovladaci panel je vybaveny
joystickom na posun manipulatora.

Tescan Control Panel



Priprava nanostruktur s rozmerom do 100 nm

Nanostruktury pripravené na aplikatnom pracovisku spolo¢nosti TESCAN. Boli vytvorené na
kremikovom substrate s rezistom PMMA 495, pomer nariedenia 1% PMMA v Anisole. Hrubka rezistu
25 nm. Struktury boli vytvorené na pontkanom modeli mikroskopu rady VEGA 3. Pred zobrazenim boli
pokovené 3 nm vrstvou chromu.

SEM HV: 10.0 kV SEM MAG: 13.0 kx | | VEGA3 TESCAN

WD: 2.90 mm Det: SE S um
Vac: HiVac

Struktura pri zvaéseni 13.000 x



SEM HV: 10.0 kV SEM MAG: 300 kx I VEGA3 TESCAN
WD: 2.91 mm Det: SE 200 nm
Vac: HiVac

Struktura pri zvagseni 300.000x. Na zaklade mierky v spodnej &asti obrazu je mozné preukazat
periédu Struktury 200 nm a velkost bodov 60 nm.



Na predchadzajucich snimkach demonstrujeme schopnost mikroskopov rady VEGA vytvorit’ a zobrazit
nanostruktury v zmysle poziadaviek obstaravatela. Vyrobca pripravil aj dalSie snimky predchadzajucej
Struktury na mikroskope s autoemisnouSchottkyho katédou s vy$Sim rozliSenim. Na tychto snimkach
je mozné lepSie posudit kvalitu pripravy Struktar wolframovych termalnych mikroskopov:

S2
La =201 nm

D1 =61 nm

"1 =89° 55'

H
D2=61nm

SEM HV: 5.0 kV WD: 4.02 mm MIRA3 TESCAN
View field: 4.20 um Det: InBeam 1um n'TESCAN

Print MAG: 30.3 kx SM: RESOLUTION PERFORMANCE IN NANOSPACE

PresnejSie meranie Struktur na mikroskope so Schottkyho katédou. Peridda Struktary je 200 nm
s odchylkou 0,5%. Rozmery bodov su 61 nm. Zobrazené na mikroskope so Schottkyho katédou.



SEM HV: 5.0 kV WD: 5.06 mm MIRA3 TESCAN
View field: 216 um Det: InBeam S0 um n'TESCAN

Print MAG: 589 x SM: RESOLUTION

PERFORMANCE IN E

Celkovy pohlad na maticu bodov. Z rozmerov matice je zrejmé, Ze obsahuje cca 1000.000 bodov.
Zobrazené na mikroskope so Schottkyho katédou.



Najmensia velkost’ litografickych struktur

Dosiahnutefny najmen$i rozmer Struktury pripravenej litografiou zavisi od viacerych parametrov
a dosahovanie malych Struktur je otazkou kvality procesov pripravy, nana8ania a vyvolavania rezistu,
znalosti optimalnych expozi¢nych parametrov a optimalneho odladenia celého postupu. Délezitu ulohu
hra aj kvalita substratu, predovsetkym jeho schopnost odrazat' a rozptyfovat elektrony.

Uvedeny hodnotiaci parameter je preto potrebné chapat v SirSom kontexte a nie len ako parameter
elektrénového litografu. Uvadzame niekolko prikladov Struktur dosiahnutych na elektrénovom litografe
VEGA od spolo¢nosti TESCAN.

Struktury pripravované na Katedre experimentalnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, UK
v Bratislave

D1 =94.25 nm

SEM HV: 30.00 kV WD: 4.054 mm TN T T VEGAW TESCAN
View field: 7.238 ym  Det: SE 2 um i
Date(m/d#y): 03/04/10 user Digital Microscopy Imaging n

Priklad Struktar do 100 nm, ktoré nie je problém na litografe dosiahnut



D1 =70.44 nm

H D2 =70.44 nm

SEM HV: 30.00 kV WD: 4.060 mm VEGAW TESCAN
View field: 4.161 ym  Det: SE 7
Date(m/d/y): 03/04/10 user Digital Microscopy Imaging n

D1 =50.55 nm

SEM HV: 30.00 kV WD: 4.050 mm VEGAW TESCAN
View field: 2.154 ym  Det: SE 500 nm i
Date(m/dfy): 03/04/10 user Digital Microscopy Imaging n

Struktary 70 nm a 50 nm, ktoré sa dosahuju po optimalnom odladeni technoldgie. Struktury boli
zobrazené po vyleptani do substratu na tom istom systéme ako boli vytvorené - VEGA s volframovou
termoemisnou katédou.



Priklady Struktur pripravenych na aplikatnom oddeleni spolo¢nosti TESCAN

|
|
D1=37.62 nm D2 =35.74 nm

D2 =37.6 nm

D3 =35.7 nm

SEM HV: 10.0 kV/ SEM MAG: 150 kx | | || VEGA3 TESCAN SEM HV: 10.0 kV SEM MAG: 150 kx VEGA3 TESCAN

WD: 2.98 mm Det: SE 500 nm WD: 2.99 mm Det: SE 500 nm
Vac: HiVac Vac: HiVac

Ciary so $irkou 30 — 40 nm. Struktary vytvorené a zobrazené na tom istom termoemisnom mikroskope
VEGA 3.

D2 =67.7 nm D1=21.6 nm

D3 =32.0 nm
D1 =232.0 nm

D2 =28.2 nm

SEM HV: 5.0 kV SEM MAG: 150 kx MIRA3 TESCAN  SEM HV: 5.0 kV SEM MAG: 300 kx |1 MIRA3 TESCAN

Vac: HiVac Det: InBeam 500 nm n'TESCAN Vac: HiVac Det: InBeam 200 nm u'TESCAN

WD: 2.56 mm WD: 2.56 mm

Sugasna hranica EBL litografie na mikroskopoch VEGA 3. Ciary so Sirkou 20 nm az 30 nm. Ciary boli
vytvorené na termoemisnom mikroskope Vega 3. Pre vernejSie zobrazenie Struktur bol pouzity
mikroskop Mira so Schottkyho katédou. Vzorky boli pred zobrazenim pokovené.



Splnenie technickych poziadaviek

Pozadovana

Parameter hodnota Navrh plnenia

Ano.

Rezim vysokého vakua pri tlaku
Rastrovaci elektronovy 9x10°Pa
mikroskop s moznostou prace v rezim stredného vakua 3-150 Pa
rezime nizkeho vakua rezim nizkeho vakua 3 - 500 Pa

Ano

BSE detektor

Polohovatelny detektor
odrazenych elektrénov na baze
YAG krystalu s vysokou citlivostou
a rozliSenim atémoveého Cisla 0.1
Alternativne bezo zmeny ceny je
mozné tento detektor zamenit za
Stvorkvadrantovy vysuvatelny
polovodicovy detektor

vakuové Cerpanie s garanciou
nizkych vibracii, ktoré nemaju
vplyv na prevadzku mikroskopu

Ano

Mikroskop je vybaveny modernym
systémom s turbomolekularnou
vyvevou s nizkymi vibraciami.
Toto rieSenie poskytuje mnoho
vyhod: rychlejSie Cerpanie,
zanedbatelné prevadzkové
naklady a Cisté vakuum bez
kontaminacie komory a vzoriek.
Vyrobca poskytne na
tubomolekularny systém
dozivotnu zaruku.

Moznost’ skumat’ vzorky s
velkostou min.

10 cm

Ano
Extra velka komora umoziuje
zaloZit vzorky s priemerom 24 cm.




Motorizované posuvy stoliku v
plnom rozsahu pohybu

Ano,
posuny X,Y,Z, naklon vzorky ako
aj rotacia su motorizované

stolik umoznuje posun v X, Y, s
posunmi v tychto smeroch
minimalne 80 mm, rotaciu o 360° a
naklonenie vzorky od -10° do 90°

Ano:

X=130 mm (-50 mm, +80 mm)
Y=130 mm (-65 mm, +65 mm)
Z=100 mm

Rotacia: 360° kontinualne
Naklon: -30° az +90°

softvérové ovladanie pohybu vo
vSetkych smeroch

Ano

NavySe moznost’ uchovavat
polohy manipulatora v paméti a
spatne ich vyvolavat

Garantovana presnost posunu

Ano
Presnost aj reprodukovatelnost

stolika <2um nastavenia polohy lepSia ako 1 um
Ano
Moznost’ zobrazit' simultanne dva
obrazy z réznych detektorov
simultanne pozorovanie Zivého SE Moznost plynulo prelinat obrazy z
a BSE obrazu, mixovanie zivych dvoch detektorov, moznost obrazy
signalov odcitavat
urychlovacie napétie nastavitelné v [od 0,5 kV |Ano
rozmedzi az 30kV 0,2 kV az 30 kV spojite
Ano
volné porty pre pripojenie EBSD a Komora ma celkovo k dispozicii 12
pripadne dalSich detektorov portov.
Ano
Pri kontakte manipulatora alebo
elektricky vodivej vzorky s
elektronovym tubusom, alebo inou
Cast'ou komory sa vyvola alarm a
kontrola dotyku zastavenie pohybu manipulatora
rozliSenie pri 30 kV v méde Ano
vysokého vakua : <3nm 3 nm




Ano

rozliSenie pri 30 kV v mode <4 nm 3,5 nm
nizkeho vakua:
Ano
minimalne zvaéSenie <8x min. dosiahnutelné zvacsenie 1.5x
Ano,
Mikroskop je kompletne ovladany
pocitacom so Standardnym
rozhranim pre uzivatel'sky vstup:
klavesnica a mys. NavySe je
dodany trackball na rychle a
presné nastavovanie
najpouzivanejSich parametrov.
Simultanne ovladanie mikroskopu K systému dodame externy
mysSou, klavesnicou a pomocou ovladaci panel s otacacimi
operacného panelu prvkami a dotykovym displejom.
Ano
MozZnost sucasne pozorovat a
Simultanne nacitanie a simultanne zmieSavat signal z flubovolnych
zobrazenie zo SEI| a BEI dvoch detektorov, tiez je mozné
detektorov vratane simultanneho sucasne snimat a uloZit dvojicu
mixovania zo SE| a BEI detektora obrazov SEI + BEI
Ano
Softvér na spracovanie obrazu Modul Measurement umoziiuje
(meranie vzdialenosti, uhlov, meranie dizok, vzdialenosti, uhlov,
plochy) priemerov a pod.
Ano
Systém bude rozSireny o
predvakuovu komérku na
zakladanie vzoriek bez prerusenia
vakua. V pripade Cerpania
turbomolekularnou vyvevou vsak
predkomorka pre rychlu vymenu nie je potrebna, nakolko &as
vzoriek (airlock) Cerpania je 3 az 5 minut.
Ano,
analyzator od spoloc¢nosti Bruker,
129 eV LN2 freeXFlashDetector
EDS analyzator 5010 softvérovy balik Quantax 200
Ano,
kvantitativna a kvalitativha analyza
v bode, pozdiZ giary a mapovanie.
Kvantitativna analyza, kvalitativna Bezdusikovy polovodi¢ovy SDD
analyza, mapovanie, SDD detektor detektor
Ano
Rozlisenie EDS detektora 130 eV Ponukané rozlisenie 129 eV
na MnKa alebo lepSie rozsah od B(5) do Am(95)
Ano
Litograficky systém s rychlostou do 10 moznost zapisu az rychlostou 50
zapisu MHz, MHz
aspon 16 bitove rozliSenie pofla
zapisu (writingfield) 16 bit Ano 16 bitov
Ano,

Litograficky software

véetky uvedené poZiadavky spifia




Ano,

Bod

Ciara

Kriz

Obdiznik — obrys, vyplneny
Kruh, kruznica

Medzikruzie
Softvér musi umoznovat kreslenie Mnohouholnik — obrys, vyplneny
jednak jednoduchych Bitmapa
geometrickych tvarov Text

Ano

ako aj opakovanie Struktur vo
forme matric s po¢tom bodov
aspon 109

Grupa objektov
Matica objektov
Expozicia viacerych zornych poli,

Limitny pocet prvkov nebol pri
realnych aplikaciach dosiahnuty.
Je v8ak zarulene vacsi ako
1.000.000

Import GDS Il a BMP formatu Ano

Dozivotné aktualizacie softvéru

zdarma Ano
Ano,

Beamblanker

elektrostaticky aj
glektromagneticky

Faraday cup

Ano,
integrovana na stoliku vzoriek

Korekcia driftu expozi¢ného prudu
pre dlhé expozicie

Ano

Elektronovy tubus ma zabudovanu
hardvérovu korekciu driftu, takze
nie je potrebné preruSovat proces
palenia Struktur




Vyrobca musi demons$trovat’
pripravu nanostruktar v reziste s
rozmerom Struktury < 100nm
dodanim obrazkov matrice dier

v reziste usporiadanych vo
Stvorcovej mriezke s periédou 200
nm, Struktury musia byt zobrazené
na pontkanom systéme. Struktary
mdbzu byt pokovené, ak je to nutné
na ziskanie lep3ieho kontrastu.
Vyrobca doda dve obrazky
pripravenej matrice. Jeden pri
zvacseni 13 000x, druhy pri
zvacSeni 300 000x

Ano
Uvedené v technickej Specifikacii

Uzavrety chladiaci okruh v pripade
ak mikroskop pouziva difuznu
pumpu

Ano

Systém vyuziva turbomolekularnu
pumpu s pasivnym vzduchovym
chladenim bez kvapalnych
chladiacich médii

Na vSetky ponukané zariadenia sa poskytuje zaruka 24 mesiacov, na turbomolekularnu pumpu sa

poskytuje dozZivotna zaruka.

V Bratislave, dnha 16.05.2011

Obchodné meno uchadzaca:

Meno Statutarneho organu uchadzaca:

Podpis statutarneho organu uchadzaca:

KVANT spol. s r.o.

RNDr. Lubomir Mach




PRILOHA €. 2/2

Kalkulacia ceny zariadenia

Cast’ &. 2-Elektrénova litografia a mikroskopia

Nazov: Elektronovy mikroskop VEGA 3 XMU s elektrénovou litografiou

Zn., resp. typ ponukaného zariadenia: VEGA 3 XMU

Vyrobca ponukaného zariadenia: TESCANa.s.

Jednotkova Jednotkova | Celkovacena | Celkova cena
Nazov polozky Mnozstvo | cenabezDPH | cenas DPH | bez s DPHv EUR
v EUR v EUR DPHv EUR
Elektronovy rastrovaci 1
mikroskop 138 750,00 | 166 500,00 138 750,00 166 500,00
Vega 3 XMU
Zatemnovacd luca 1 7 875,00 9 450,00 7 875,00 9 450,00
LoadLock 1 19 125,00 22 950,00 19 125,00 22 950,00
Litograficky softvér 1 16 250.00 | 19 500,00 16 250.00 19 500,00
DrawBeam - full ' '
Externy ovladaci panel 1 2 500,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00
EDS — QUANTAX 200 1 53 290,00 63 948,00 53 290,00 63 948,00
E)opra\_/a, instalacia, 1 3 000.00 3 600,00 3 000.00 3600,00
Skolenie ' '
Zlava 1 XXX XXX -61 790,00 -74 148,00
SPOLU XXX xxx | 179 000,00 214 800,00

V Bratislave, dfia 16.05.2011

Obchodné meno uchadzada: KVANT spol. s r.o.

Meno Statutarneho organu uchadzaca: RNDr. Lubomir Mach

Podpis statutarneho organu uchadzaca:




PRILOHA €. 3/2

Zoznam subdodavatelov podielajucich sa na plneni zmluvy

Cast’ &. 2-Elektrénova litografia a mikroskopia

Nazov: Elektronovy mikroskop VEGA 3 XMU s elektrénovou litografiou

Zn., resp. typ ponukaného zariadenia: VEGA 3 XMU

Vyrobca ponukaného zariadenia:TESCAN a.s.

Obchodné meno a adresa subdodavatel’a | Predmet subdodavok

Tescan, a.s Hardvér asoftvér elektronového rastrovacieho
Libusina tiida 21 mikroskopu s rozSirenim  vakuového systému,
623 00 Brno litografie, EDX analyzatora

Ceska republika

V Bratislave, dna 16.05.2011

Obchodné meno uchadzaca:

Meno Statutarneho organu uchadzaca:

Podpis Statutarneho organu uchadzaca:

KVANT spol. s r.o.

RNDr. Lubomir Mach




